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EMENTA:

Sistemas de manipulacdo, propriedades e caracteristicas de materiais
nanométricos (fotoluminescéncia, emisséo de elétrons (field emission),
propriedades fisicos-quimicas, propriedades elétricas), processos de
nanofabricacdo e processos de deposi¢cdo de filmes nanoestruturados
(pirdlise térmica, spray, CVD, sputering, anodizacdo eletroquimica,
dentre outras), caracterizacbes de filmes finos nanométricos,
propriedades eletromagnéticas, térmicas e mecanicas. novas
propriedades dos materiais nanoestruturados (luminescéncia, emissao
de elétrons). Aplicagcbes da nanoengenharia: nanotubos de carbono,
sensores nanoestruturados, nanorobés, entre outras.
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